Antimikrobialni substrat

Faze vyvoje technologie
Faze 3

Validace technologie a jeji
preneseni do realného
prostredi. Testovani technologie
mimo laboratof a jeji Uprava pro
externi podminky.

Status IP ochrany

CZ P a UV ve fazi prihlasek.
Prihlaska CZ Patentu ¢. 2022-359,
prinldska UV ¢. 2022-40181.

Strategie pro hledani
partnera

Licencovani, Spoluprace

Instituce

Jiho¢eska univerzita v Ceskych
Budéjovicich

Vlastnik

Jihoéeska univerzita v Ceskych
Budéjovicich

Motivace

Hygienické pomcky, jako jsou napfr. Ustni rousky Ci respiratory jsou
¢asto zasobarnou virll a skodlivych mikrobd. Je proto vhodné pro tyto
pomucky pouzit materialy, které viry a mikroby samy znici. Stejné tak
je vyhodou mit takovymto materidlem obohaceny napf. vzduchové
filtry, kdy jde o preventivni opatreni, které zajisti proniknuti Skodlivych
latek témito filtry.

Popis

Redenim je substrat s antimikrobidlni povrchovou vrstvou, uréeny
zejména pro respiracni masky a vzduchové filtry. Tato antimikrobidlni
povrchova vrstva obsahuje dva elektricky vodivé materidly, které jsou
navzajem v elektrickém kontaktu. Podstata spociva v tom, ze substrat
je vytvoren z prodySného materialu. Ten je prostupny pro molekuly
vody. Substrat nebo antimikrobidlni povrchova vrstva je dale opatren
elektrolytickou latkou ze skupiny sdl, hydroxid, kyselina a/nebo jejich
kombinaci. Prvni elektricky vodivy material v pfitomnosti druhého
elektricky vodivého materialu a elektrolytu, kterym mize byt i voda
nebo vzdusna vlhkost, podléha galvanické korozi, a tedy dochazi k
uvolnovani iontd tohoto materialu, které maji antimikrobidalni G¢inek.
Urychleni uvolnovani latek s antimikrobidlnimi vlastnostmi se déje diky
pritomnosti soli, hydroxidu, kyseliny a/nebo jejich kombinaci, které
rozpusténim ve vodé nebo vzdusné vihkosti vyrazné zvysuji jeji
elektrolytické vlastnosti. Diky tomu dojde k vyssi redukci mnoZstvi vir(
¢i bakterii na povrchu vzduchovych filtr( a respiracnich obli¢ejovych
masek, ¢imZ je drive dosazeno mnozstvi mikrobl pod minimaini
infek¢ni davku.

Komercni vyuziti

Substrat s antimikrobialni povrchovou vrstvou, zejména pro respiracni
masky a vzduchové filtry Ize vyuzit jako soucast vrstvy respiracnich
obli¢ejovych masek nebo jako Uprava povrchu vzduchovych filtr( pro
zneskodnéni vétsiho mnozstvi virll a bakterii a minimalizace doby
setrvani virl a bakterii na povrchu respira¢ni obli¢ejové masky nebo
vzduchového filtru. Dale Ize substrat vyuzit pro medicinsky textil jako
jsou obvazy a/nebo naplasti ¢i pro pokryti télnich implantatd.
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